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Introducéao

Oxidos de terras-raras sdo excelentes matrizes para
fons com propriedades Opticas utilizadas em
dispositivos geradores de imagens'. O Y,OsEu* é
um dos principais materiais utilizados na fabricagéo
de tubos de raios catédicos (TRC) e lampadas
fluorescentes por apresentar alta estabilidade quimica
e emissdo intensa na regido do vermelho®’. Nas
dltimas décadas o material luminescente Y,05Eu®*
vem sendo muito estudado na forma de filme, a fim de
resolver alguns problemas tecnoldgicos da industria
de dispositivos, como por exemplo a fraca aderéncia
do filme sobre o substrato’. Dentro deste contexto,
este trabalho tem como objetivo a obtencdo pela
técnica de spin-coating de filmes de Y,Os;Eu™
contendo Agl%, recoberto com silica/siloxano a
partir de MTMS (metiltrimetdxisilano).

Resultados e Discussao

O material luminescente Y,05:Eu* contendo Agl%
obtido* pelo tratamento térmico da resina precursora
preparada através do método citrato a 900 °C / 4 h, foi
mantido em refluxo a ~100 °C por 1 hora em solugéo
de isopropanol e posteriormente depositado pela
técnica de spin-coating, gota a gota, sobre a
superficie limpa dos substratos (lamina Corning® -
area 2 mm?). Essa camada de p6 sobre o substrato
foi submetida a tratamento térmico (450 °C / 6h).
Paralelamente 1 mL de HCI 0,1 mol-L* foi adicionado
em 10 mL de MTMS (metiltrimetoxisilano) e mantido
sob agitacdo magnética a temperatura ambiente
durante 1 hora até a formacéo de um gel. Esse gel foi
gotejado na superficie do filme (pOs-tratamento
térmico), e mantido sob rotacdo de 3000 rpm / 1 min.
O filme final foi mantido em estufa a 100 °C/ 1 dia. Os
filmes sem e com cobertura de silica/siloxano foram
caracterizados por espectroscopia de
fotoluminescéncia, UV-Vis, Microscopia Optica e
imagens digitais quando excitados com comprimento
de onda 261 nm. Os filmes apresentaram adequada
aderéncia ao substrato e emissdo na regido do
vermelho antes e apds a deposicdo da camada de
siloxano. Através dos espectros de emissao observa-
se no filme recoberto pequena diminuicdo da
intensidade da transicéo °D, ® 'F, do ion Eu* (611,5
292 Reunido Anual da Sociedade Brasileira de Quimica

nm). Esse efeito pode estar associado com a
presenca de grupos OH’ localizados na superficie do
filme de silica/siloxano depositado, grupos cujas
vibragBes resultam em supressdo ce luminescéncia.
A camada protetora também contribui para a
diminuicdo da transmitancia na regido do UV-Vis,
Figura I, provocada pelo aumento da espessura do
filme.
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Figura |. Espectros de absorgdo na regido do UV-Vis
do substrato e dos filmes antes e apds a deposicao da
camada de silloxano.

Por microscopia 6ptica observa-se aglomerados de
particulas sobre o substrato bem aderidas pela
camada protetora.

Conclusdes

O método de preparacgdo dos filmes resultou em boas
propriedades 6pticas além de promover étima adesédo
das particulas na superficie do substrato. A
deposicdo da camada de siloxano na superficie
contribui com a aderéncia do filme, no entanto,
suprime em pequena escala a intensidade de
emissdo do material.
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